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Потребность создания эффективных источников многозарядных ионов привела к изучению под этим углом зрения плазмы импульсных электрических разрядов типа вакуумной искры (ВИ). При достигаемой величине тока Imax ( 50 кА реализуется режим микропинчевания, в результате которого достигаются следующие параметры плазмы: электронная температура Те ( 2(3 кэВ (1( и электронная концентрация ne ( 1022 см-3 (2(. Благодаря этому в микропинчевой области разряда ВИ создаются условия для генерации многозарядных ионов.

В данной работе проведены прямые измерения зарядового состава ионных потоков, эмитируемых из области разряда ВИ, с помощью анализатора типа «электростатическое зеркало» (разработка Иркутского Государственного Университета) (3(. Были определены значения параметра (/Z (( и Z ( массовое число и зарядность регистрируемых ионов, соответственно) и энергии ионов, регистрируемых в осевом плазменном потоке. Расчёт, проведённый по всей полученной в эксперименте базе ионных сигналов, показал, что время генерации исследуемых потоков заключено в первой четверти периода разрядного тока вблизи его максимума.
Для получения информации о пространственной структуре и динамике плазмы в сильноточном разряде ВИ была использована оптическая схема теневого фотографирования, подробно описанная в работе (4(. Проведены исследования пространственного положения излучающих в рентгеновском диапазоне спектра (h( ( 3 кэВ) областей разряда с помощью камеры-обскуры. Подтвердилось пространственное совпадение области разрыва плазменного канала на теневых фотографиях и плазменной точки, т.е. области микропинчевания, регистрируемой на обскурограммах.

В периферийной области разряда ВИ присутствует низкотемпературная плазма и нейтралы (4, 5(.

Сильноточный вакуумный разряд ВИ в «классической» конфигурации электродной системы в качестве источника многозарядных ионов обладает противоречивыми свойствами. С одной стороны, имеется область плотной горячей плазмы, в которой происходит рождение ионов высокой кратности ионизации (Z ( 20), с другой, указанная область неизбежно погружена в протяжённую область достаточно плотного и холодного вещества, через которую необходимо транспортировать ионы.

Используя полученные результаты, авторы наметили пути воздействия на режим разряда ВИ с целью его оптимизации в качестве ионного источника.
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